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であることを突き止めているO 希土類遷移金属膜を挟む透明膜に A1N 等の窒化膜を用いることで劣化を防ぎ，記録
媒体の長期保存に対する安定性が確保できることを見いだすとともに，高温保存による加速試験を行い，アレニウス
プロットから，窒化膜で挟んだ多層膜媒体の室温放置の予測寿命が10年以上であることを明らかにしている。また，

























設計の指針を得ている。その指針に基づき， SiO/GdTbDyFe/Si02/Cu からなる 4層膜構造において，磁性膜単
層の場合に比べて約6.5倍の磁気光学回転角の増大を達成しているO
(2) 光磁気ディスクを長期保存する場合に，信頼性の障害となるのは，希土類選移金属膜の選択酸化による保磁力
変化であることを突き止め，多層膜構造に A1N を用いることによって， 10年以上の保存寿命が確保できることを
明らかにしている。
(3) ガラス基板を光磁気ディスク基板として使用可能にするため，密着露光と反応性イオンエッチングを用いたフ。
ロセスを開発し，直径130mm のガラス基板表面に幅約O. 4μm ピッチ1.6μm，深さ数10nm の案内溝を，基板全
面に均一に加工することを可能にしている。
(4) 以上の成果をもとにして， 130mm 両面ディスクで記憶容量600MByte，有効データ転送速度0.64MByte/秒の
大容量・高速度を特徴とする光磁気ディスクを完成している。
以上のように，本論文は，多層膜構造による磁気光学回転角の増大，記録媒体の信頼性の確立，さらにガラス基板
への案内溝の作製技術の確立等に関する基礎研究と，それらの技術を総合した光磁気ディスクのディジタルメモリへ
の応用研究との両面から構成されており，従来困難とされていた光磁気ディスクメモリの実用化を世界で最初に達成
したものであり，情報処理産業の発展に寄与するのみならず，薄膜材料学，光学並びに精密工学に貢献するところ大
である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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